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IP情報を見える化して活用する
IPランドスケープとは？
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• IPは使わないともったいない
•情報はみんなで使わないともったいない
• IP情報はみんなで使えないともったいない

IP情報を利用する
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①IP(特許)情報は企業の技術的な本音が反映されたビッグデータ
特許情報はうそをつかない

∵出願するのは結構お金がかかる

②分類やテーマ等がよく整理されているので分析をしやすい
∵審査や調査のし易さのために緻密に分類分けがなされている

③企業・技術・商品開発の動向（時系列情報）が分かる
∵企業の研究開発や商品開発の成果・将来の動向が表れている

（参考）特許出願は、日本だけでも、毎年30～40万件
外国も合わせると毎年数百万件

「特許情報」分析の結果は、
企業の経営、事業、研究開発等の戦略策定に活用できる

なぜ特許情報は有用なのか？
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IPランドスケープのポイント

※金沢工業大学大学院 杉光教授の講座より
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IPランドスケープの定義

当所の考えるIPランドスケープとは

『IP情報を軸として事業、製品、サービス、財務、その他の非IP情報を
総合的に加味しながら、対象企業の現在置かれている位置づけとその
未来を提言し、経営に役立てるもの』

経営層に対して、IP情報＆非IP情報を
わかりやすく図示し、
真実を伝える、
意思決定を促す道具
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IPランドスケープのマクロ分析
　

開始日 特許 終了日 US JP EP CN
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C09K 11/06        ：･有機発光性物質を含有するもの｢2｣　

H01L 51/50        ：･光放出に特に適用されるもの,例.有機発光ダイオー　

H05B 33/14        ：･･電場発光物質の配置あるいは化学的または物理的組　

H01L 51/52        ：･･装置の細部[8]　

H05B 33/22        ：･･補助的な誘電体または反射層の配置あるいは化学的　

H01L 51/00        ：能動部分として有機材料を用い,または能動部分として　

H05B 33/12        ：･実質的に2次元放射面をもつ光源　

G09G  3/32        ：････半導体,例.ダイオード｢3｣　

H05B 33/10        ：･電場発光光源の製造に特に適用する装置または工程　

H01L 51/20        ：･装置｢6｣　

H01L 27/32        ：･･光放出に特に適用される構成部品を有するもの,例　

H01L 51/30        ：･材料の選択｢6｣　

H01L 27/00        ：1つの共通基板内または基板上に形成された複数の半導　

H05B 33/26        ：･･電極として使用される導電物質の配置あるいは組成　

C07C211/54        ：･･2個または3個の6員芳香環に結合しているアミノ　

C07C211/61        ：･･･少なくとも1個の縮合環系が3個以上の環で形成　

H05B 33/04        ：･･封止装置　

H01L 51/40        ：･装置またはその部品の製造または処理に特に適合した　

H05B 33/28        ：･･･半透明電極　

C07F 15/00        ：周期律表の第8族の元素を含有する化合物　
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出願日

1992　
1993　

1994　
1995　

1996　
1997　

1998　
1999　

2000　
2001　

2002　
2003　

2004　
2005　

2006　
2007　

被
引

用
出

願
数

6-10　

11-20　

21-30　

31-40　

41-50　

51-60　

61-70　

71以上　

2 7 12 15 26 45 57 69 75 131 221 164 110 52 10 5

3 12 11 24 22 31 40 57 53 114 94 57 25 8

4 3 4 12 7 8 9 20 30 8 7 5 1

1 2 3 5 7 3 4 7 12 5 2 1 1

3 2 2 6 3 3 1 6 2 1

2 1 2 1 1

1 1 1 1

2 3 2 1 1

出
願
人

技術分類

技
術
分
類

出願年

件数

被
引
用
回
数

A社 B社

件数ランキング分析
出願人･国･技術分野等につい
ての件数ランキング

マトリクス分析
課題･解決手段、材料･用途等のマトリクスから
開発アプローチを把握 競合比較

サイテーション分析
重要特許の把握、棚卸し、類似技術抽出

技術俯瞰マップ
参入分析
新規参入時期や継続期間を把握し、
主要出願人の参画実態を把握
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IPランドスケープでは
仮説思考が重要
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出願数が増加した 出願数が減少した

出願数の推移を見てみると

ある領域・企業で

仮説思考の重要性
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研究開発を始めた
新製品・新サービスを開発
知財注力への方針転換
出願ノルマが増えた
事業統合、発明者の異動
共同研究・開発の増加

出願数が増加した 出願数が減少した

様々な仮説が成り立つ

ある領域・企業で

研究開発の終了
製品のコモディティ化
内製化の限界、外部調達化
発明者の離脱・退職
別領域へのリソース集中
事業撤退・縮小

仮説思考の重要性
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テーマに対する仮説を立てる

データをさらに集め、仮説を検証する

データを集める

組織に伝えて
行動の意思決定をする

テーマを決める

組織的な仮説思考のループ

仮説のストーリーを構築する
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大深度・大水圧下で施工された
世界最大級トンネル

将来に備えて、特許戦略はどうするのか？

最適な特許取得とは？

シールドマシーンカッター（海ほたる）

トンネル掘削では
岩盤と砂地で行動が異なる

将来の脅威・機会に備えた今からの行動
事業が先か？ 特許が先か？

モノづくりとコトづくりでは
特許の最適な取得時期が異なる
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特許戦略の例）模倣防止を狙う特許クレームの考え方

戦略に合わせた特許クレームを考慮する

A

B

C

クレーム

主要技術要素

A

B’

C

A

Ｄ

C

主要技術要素をあえて変え、模倣を防ぐ
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知的財産経営と知的財産戦略
～IPランドスケープを用いた新しい知財戦略へ～
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コーポレートガバナンス・コード
『知的財産投資・情報開示関係』

上場会社は、（中略）人的資本や知的財産への投資等
についても、
自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ
分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべき

取締役会は、（中略）人的資本・知的財産への投資等
の重要性に鑑み、
これらをはじめとする経営資源の配分や、
事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、
企業の持続的な成長に資するよう、
実効的に監督を行うべき

補充原則：３－１③

補充原則：４－２②

出典：https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/index.html

コーポレートガバナンス・コード改訂(2021年)
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価値の協創
価値向上

コーポレートガバナンス・コード改訂(2021年)

＊スチュワードシップコード
機関投資家のあるべき姿を規定したガイダンス
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知財ガバナンス時代における知的財産部門や知財サポート機関の役割

知財ガバナンスの時代

知的財産部門 管理型 コンサル・アドバイス型 経営関与型

知財サポート機関
（特許事務所）

アウトソーシング アウトソーシング アウトソーシング

コンサル・アドバイス コンサル・アドバイス

第三者評価

知財の重要性

小 中 大
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知財ビジネス戦略の専門家集団：
正林国際特許商標事務所 ２．時代に合わせて変化する知財戦略

～ 知財戦略のシナリオ（２）= モノづくり、カネづくり ～

ビジネスの本質は、
「モノ(コト)づくり」と「カネづくり」の両側面

モノ(コト)づくり
ビジネス

カネづくり
ビジネス時代の傾き

・ モノを活用する労働力ビジネス
・ モノ（技術と労働）の生産を活かし、質の創造と

量の拡大により、高価値に転換
・ 技術開発あり＝ヒトと知恵(考えること）が介在
・ 農・林・漁・工・商業など、モノの生産を管理
・ 富裕者会になると、カネづくりビジネスに移行しがち

⇒ 本質依存＝技術＝知力

・ 契約を利用する手数料ビジネス
・ モノを必要としない＝機械化したヒトが介在
・ ルール・仕組みに依存し、カネにカネを生ませる
・ 成熟社会での儲ける仕組みづくりの中心
・ 銀行・証券など、手数料ビジネスを管理
・ どのような社会でも廃れずに存在

⇒ 現象依存＝ルール化＝権力

どちらもビジネスとして重要

（出典）『ソニー破壊者の系譜』 原田節雄（さくら舎）

理系的 文系的
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あり なし

専
権

非
専
権

知財権利化の経験

弁
理
士
の
業
務
内
容

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

◎
○

A：これまでの業務の中心
B：新たな市場の開拓
C：既存市場での浸透
D：多角化された市場

戦
略

既存 新規

既
存

新
規

市場（顧客）

商
品
・
サ
ー
ビ
ス

深化・
市場浸透

市場
開拓

(拡大)

多角化
商品・サービス

新規
開拓

○

市場を獲得し、製品をより広げるために

●製品・市場の戦略マトリクス
アンゾフの成長マトリクス
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無し 有り

ス
ト
ッ
ク
型

フ
ロ
ー
型

価格決定権

事
業
の
性
質

Ⅱ Ⅳ

Ⅰ Ⅲ

最強
ゴール

最弱
スタート

β ルート
知財権による独占を通じて

ストック化してゆくルート

α ルート

β ルート

α ルート
知財権で交渉力を

強化してゆくルート

儲けるために必要なステップ

●儲けるビジネスのためのステップ
● ストック型ビジネス：仕組みを作り、

その仕組みによって成り立つ形の
ビジネス（携帯契約者の数で儲ける）

● フロー型ビジネス：単発でその都度
仕事を請け負いを繰り返す形のビジネス
(飲食店など、稼動することで儲ける）
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あり なし

あ
り

な
し

特許権

権
利
の
実
施
（
実
施
予
定
）

α β

δγ

知財ポートフォリオマトリクス

●知財ポートフォリオマトリクス

• 特許権の有無と実施の有無で
マトリクスを構成

• マトリクスのどの象限に注力す
るかで、ポートフォリオの戦略は
異なる

α：従来からの知財＝強い特許
により参入障壁を構築

β：利益率を判断し、特許取得の
コストをかけずに事業実施

γ：知財純資産の活用

ノウハウなど
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あり なし

あ
り

な
し

特許権

実
施
（
実
施
予
定
）

α β

δγ

あり なし

あ
り

な
し

特許権

実
施
（
実
施
予
定
）

α β

δγ

あり なし

あ
り

な
し

特許権

実
施
（
実
施
予
定
）

α β

δγ

あり なし

あ
り

な
し

特許権

実
施
（
実
施
予
定
）

α β

δγ

あり なし

あ
り

な
し

特許権

実
施
（
実
施
予
定
）

α β

δγ

あり なし

あ
り

な
し

特許権

実
施
（
実
施
予
定
）

α β

δγ

（ア） （イ） （ウ）

（カ）（オ）（エ）

●注力領域を選択し、戦略を策定する

知的ポートフォリオマトリクスの発展
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オープン/クローズ戦略

オープン化
権利化
見える化（有形的秘密化）
秘匿化、ブラックボックス化

• 完全ブラックボックス化
（文書化、管理、管理指針、契約）

●オープン／クローズ戦略の４視点
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オープン クローズ

オ
ー
プ
ン

ク
ロ
ー
ズ

実施

情
報

標準化
（サブマリン）

広告
宣伝

特許出願
権利取得

出願せず
ノウハウ

として維持

秘匿化
知財の
独占
実施

知財の
独占的

ライセンス

パテントプール

クロスライセンス

無償
実施

オープン
ソース
ソフト

オープン
コラボ

レーション

クローズ オープン
＜オープンイノベーション＞

（出典）
知的財産政策ビジョン

α⇔βのバランス：
オープン／クローズ戦略

●オープンとクローズを使いこなす

オープン・クローズ戦略
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あり なし

あ
り

な
し

特許権

権
利
の
実
施
（
実
施
予
定
）

α◎

α：従来からの知財＝強い特許
により参入障壁を構築

β：利益率を判断し、特許取得の
コストをかけずに事業実施

γ：知財純資産の活用
δ：過去の失敗例・ノウハウ・

他社情報などの無形資産が、
この部分に存在する

β

δγ

従来の知財の
発想・戦略

（大半はこの意識）

権利を使った事業
を伴わないが、戦略

により純資産に A

B

知識
ピラミッド

特許権等
知的財産の対象

見えない土台

事業の利益率を
判断し、あえて

特許を取得しない

この部分の
無形資産を
いかに発掘

(マイニング）するか

無形資産の知財戦略

●これまでの知財戦略と新しい知財戦略
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特許権は取得しない 特許権を取得

は
無
視

他
の
知
財

も
保
護

他
の
知
財

特許「権」を 利用するか否か

利
用
す
る
か
否
か

特
許
「
圏
外
」
の
知
財
を

Ⅱ

Ⅳ Ⅰ

Ⅲ

特許権を取得
Patent Right

特許権は不要
Patent Left ◎

○

○
高い知財意識

Right ・・ 特許権
正しいこと

右にあるもの

Left ・・ 置き去られた特許
左にあるもの

知財保護の
「論外」

特許「権」で守る

特許「圏外」で
知財を保護

特許権と「圏外」知財
の両方で保護

知財に無関心

● 特許「権」と特許「圏外」：～ 特許権以外にもある、知財の保護 ～

知財は儲かるビジネスのための仕組みづくり
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規模型戦略への移行とIPの活用

アドバンテージマトリクス

※ボストンコンサルティンググループが考案したアドバンテージマトリクス

規模

収
益
性

規模

収
益
性

規模

収
益
性

規模

収
益
性

特化型分散型

手詰まり型 規模型

競
争
要
因
の
数

優位性構築の可能性
小 大

多

少

規模を大きくす
ることが難しい

特定の強みで
優位になる

規模が大きいと
優位になるどこも儲からない

×

IPの役割

×

IPの役割

IPの役割
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「事業」 と 「経営」

事業と経営

事業

経営

攻め

守り

売上
向上

利益
向上

特許

商標

• 「事業」と「経営」の領域は異なる
• 「特許」が「経営」のマターとなるには？
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PPMマトリクス

フレームワーク①：PPMマトリクス

市
場
の
魅
力
度
（
市
場
成
長
率
）

自社の強さ（相対的市場シェア）

花形
Star

低

低

高

金のなる木負け犬

問題児

Cash CowDog

Question Mark

高
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「事業」 と 「経営」

フレームワーク①‘：PPMマトリクス

市
場
の
魅
力
度
（
市
場
成
長
率
）

自社の強さ（相対的市場シェア）

花形
Star

低

低

高

金のなる木負け犬

問題児

Cash CowDog

Question Mark

高

PPMに当てはめると・・・

事業

経営

「問題児」をいかにして
「花形」にするか

「金のなる木」からどの
ように儲けるか

利益・コスト
の問題

売上の問題
特許

商標
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×△

〇◎
Yes No

Y 誰でも勝てる 戦略がなくても
勝てる場合が多い

N 天才でないと勝てない 必ず負ける

S:セグメンテーション

勝てる戦略と、勝てる市場

フレームワーク②：ポジショニングマトリクス

T:ターゲティング P:ポジショニング

勝てる戦略

勝
て
る
市
場
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フレームワーク③：VRIO分析

Value
経済価値はあるか

Rarity
希少性は高いか

Inimitability
（模倣困難性は高いか）

Organization
（組織に優位性はあるか）

YES YES YES YES 持続的競争優位

YES YES YES NO 潜在的競争優位

YES YES NO 一時的競争優位

YES NO 競争均衡

NO 競争劣位
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SWOT分析

弱み（W)

脅威（T)

内部

外部

プラス マイナス

強み（S)

機会（O)

フレームワーク④：SWOT分析
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アンゾフの成長マトリクス

既存 新規

既
存

新
規

市場（顧客）

商
品
・
サ
ー
ビ
ス

深化・
市場浸透

市場
開拓

(拡大)

多角化
商品・サービス

新規
開拓

フレームワーク⑤：アンゾフの成長マトリクス
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Ｃｈｅｃｋ
仮説の検証
追加分析、特許情報、非特許情報

Ｄｏ
仮説

Frame/Work
フレームワークに
当てはめる

Ｐｌａｎ
分析

ＰＤＣＡループ＋フレームワーク

Action
結論を導出

トップ

第三者と協力し合う
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豊臣秀吉が偉いのは、
一夜城の築城を提案をしたからではなく、
一夜城を実際に作ったからである。

戦略を策定して行動する

戦略だけに陥らない。適切な領域を選び、行動をする。
37Copyright ＠ Shobayashi International Patent & Trademark Office. All rights reserved. 
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正林国際特許商標事務所が考えるIPランドスケープとは

『IP情報を軸として事業、製品、サービス、財務、その他の非IP情報を
総合的に加味しながら、
対象企業の現在置かれている位置づけとその未来を提言し、経営に
役立てるもの』

経営層に対して、IP情報＆非IP情報を
わかりやすく図示し、
真実を伝える、
意思決定を促す道具

IPランドスケープの定義（再確認）
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● 特許情報の解析の手法（当事務所の特長的な手法）：

鳥の目

虫の目

魚の目

的確なマクロ分析

的確なミクロ分析

予測（流れを読む）

知財アナリストの的確な
分析観点を設定した分析

特許庁OB、知財アナリストによる
技術の的確な把握

知財アナリストの他、
必要に応じて会計士、

MBA保有者も含めて検討

＋

↓

IPランドスケープの手法
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開始日 特許 終了日 US JP EP CN

GOOGLE　

FORD　

TOYOTA MOTOR　

GM　

Daimler　

VOLVO　

HYUNDAI MOTOR　

HONDA MOTOR　

年

19
94

19
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19
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20
00

20
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20
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20
06

20
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20
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20
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20
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16

128
3
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68
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93

13
6
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IPC

A61L  2/14        

･･プラズマ,すちわち,イオン化

したガス　

A61L  2/02        

･物

理
現

象
を利

用
するもの｢3｣　

A61L  2/20        

･･ガス状

物
質

,例
.蒸

気
｢3｣　

A61L  2/00        

食

料
品

またはコンタクト･レンズ以
外

の材
料

　

A61L  2/26        

･付

属
具

｢3｣　

H05H  1/24        

･プラズマの発

生
｢2｣　

A61L  2/18        

･･液

状
物

質
｢3｣　

B01J 19/08        

･電

気
または波

動
エネルギーあるいは粒

子
線

　

A61L  2/16        

･化

学
物

質
を使

用
するもの｢3｣　

A61L  2/08        

･･照

射
｢3｣　

A61L  2/28        

･･殺

菌
の効

果
または完

全
性

をテストするた　

A61L  2/10        

･･･紫

外
線

照
射

｢3｣　

A61L  2/24        

･プログラム化

または自
動

化
された操

作
を利

　

A61L  2/04        

･･熱

(2/08が優
先

)｢3｣　

A61L  9/22        

･･イオン化

｢3｣　

H01L 21/02        

･半

導
体

装
置

またはその部
品

の製
造

または処
　

H01L 21/3065      

･･･････プラズマエッチング;反

応
性

　

A61L  9/00        

空

気
の消

毒
,殺

菌
または脱

臭
(身

体
の防

臭
剤

　

B08B  7/00        

このサブクラスの単

一
のグループあるいは他

　

G01N 31/22        

･化

学
的

指
示

薬
の利

用
(31/02が優

先
)　

出
願

人

ETHICON INC (US)　

サイアン:(株):日本特許　

JOHNSON & JOHNSON (US)　

 INNOVATIVE PROPERTIES CO (US)　

ABTOX INC (US)　

LIN SZU MIN　

JACOBS PAUL TAYLOR　

STERIS INC (US)　

ADIR JACOB (US)　

BUCHANAN BRADLEY H　

LEMUS ANTHONY　

RUEDIGER HAAGA GMBH (DE)　

BILSTAD ARNOLD C　

CASE MEDICAL INC (US)　

OSYSTEMS TECHNOLOGY INC (US)　

PASKALOV GEORGE　

PLATT ROBERT C　

SHOP VAC CORP (US)　

UNIV MINNESOTA (US)　

WOODWORTH ARCHIE　

33 32 40 14 19 2 23 5 16 9 7 2 1

4 3 5 1 30 3 1 21 23 10

22 19 24 10 18 1 10 1 11 2 6 9 6 1

12 10 11 1 12 4 12 1 1 2 11

12 12 2 1 1 2 1

10 10 10 2 1 1 8 1 1

9 9 9 1 2 2 2 8 2 2

7 4 9 8 5 7 2 5 2 1

6 6 2

6 6 5 5 1 6 5 5 1

6 6 6 4 1 4 4 2 2 1 4 1

6 6 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 1

5 5 2 2 4 3 5

5 3 5 5 5

5 5 2 3 2 3

5 5 5 4 4 4 2 4

5 1 5

5 4 5 5 4

5 5 5 5 5 5 5 1

  

      

C09K 11/06        ：･有機発光性物質を含有するもの｢2｣　

H01L 51/50        ：･光放出に特に適用されるもの,例.有機発光ダイオー　

H05B 33/14        ：･･電場発光物質の配置あるいは化学的または物理的組　

H01L 51/52        ：･･装置の細部[8]　

H05B 33/22        ：･･補助的な誘電体または反射層の配置あるいは化学的　

H01L 51/00        ：能動部分として有機材料を用い,または能動部分として　

H05B 33/12        ：･実質的に2次元放射面をもつ光源　

G09G  3/32        ：････半導体,例.ダイオード｢3｣　

H05B 33/10        ：･電場発光光源の製造に特に適用する装置または工程　

H01L 51/20        ：･装置｢6｣　

H01L 27/32        ：･･光放出に特に適用される構成部品を有するもの,例　

H01L 51/30        ：･材料の選択｢6｣　

H01L 27/00        ：1つの共通基板内または基板上に形成された複数の半導　

H05B 33/26        ：･･電極として使用される導電物質の配置あるいは組成　

C07C211/54        ：･･2個または3個の6員芳香環に結合しているアミノ　

C07C211/61        ：･･･少なくとも1個の縮合環系が3個以上の環で形成　

H05B 33/04        ：･･封止装置　

H01L 51/40        ：･装置またはその部品の製造または処理に特に適合した　

H05B 33/28        ：･･･半透明電極　

C07F 15/00        ：周期律表の第8族の元素を含有する化合物　

件

0100200 0 100 200

188

169

114

16

55

34

42

30

4

9

10

16

20

19

11

4

15

14

22

22

18

94

7

15

5

40

8

30

23

15

23

7

8

13

2

1

 

 

  

出願日

1992　
1993　

1994　
1995　

1996　
1997　

1998　
1999　

2000　
2001　

2002　
2003　

2004　
2005　

2006　
2007　

被
引

用
出

願
数

6-10　

11-20　

21-30　

31-40　

41-50　

51-60　

61-70　

71以上　

2 7 12 15 26 45 57 69 75 131 221 164 110 52 10 5

3 12 11 24 22 31 40 57 53 114 94 57 25 8

4 3 4 12 7 8 9 20 30 8 7 5 1

1 2 3 5 7 3 4 7 12 5 2 1 1

3 2 2 6 3 3 1 6 2 1

2 1 2 1 1

1 1 1 1

2 3 2 1 1

出
願
人

技術分類

技
術
分
類

出願年

件数

被
引
用
回
数

A社 B社

件数ランキング分析
出願人･国･技術分野等につい
ての件数ランキング

マトリクス分析
課題･解決手段、材料･用途等のマトリクスから
開発アプローチを把握 競合比較

サイテーション分析
重要特許の把握、棚卸し、類似技術抽出

技術俯瞰マップ
参入分析
新規参入時期や継続期間を把握し、
主要出願人の参画実態を把握

IPランドスケープによるマクロ分析例
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JNC保有特許
(出願審査中含む)
検索式 ①＊②
= １６９２ ファミリ
①出願人：
「JNC corporation」
②出願日：
1995年1月1日以降
発行国：全世界

各点は出願を示し、
技術的に近いものほど
近い距離にプロットされ
ている。クラスター分析
により、分類された
クラスター毎に点の色を
変えている。

●特許情報の積極的な活用 ～ 技術の2次元マップ化：

IPランドスケープのマクロ分析例
～ 技術の２次元ﾏｯﾌﾟ～
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IPランドスケープのマクロ分析例
～参入分析～

●参入分析 各社の事業参入時期や継続状況を把握
• 各出願人の出願開始日及び最新出願日を視覚的に把握
• 各出願人の事業参入時期（出願開始日）及び事業継続状況（最新出願日）

を視覚的に把握可能。

事業撤退

新規参入

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P

事業撤退

早い時期から事業参入し、
事業継続
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出願人別新規発明者数推移時系列マップ

東芝:(株) 富士フイルム(株) GE グループ 日立グループ キヤノン(株)

年

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

名

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

99

51

22

44 45
51

63

41

51 52

69

49

83

62

50
45 43

72
78

44

12 11

2
10 11

19

10
18 16

28

19

39

73

54
50

34 33

18
10

57
53 50

76

110

172
167

99

196

165

144

199

180

139

114

95

119

101

78

22

92

83

29

56

23

33 34 35

71

32

54

30 27
31 29

37

29

18

5 3

14 14 12

4
7

14
17

10 13
5 8

4

20
24

27 28

45

63

21

1

「○○社の▲▲さんは、
意外に△△技術では新顔だね。
その前はどんな経歴だろう？」

「○○社は00年頃、03年、06年と新規発
明者が急増。何をやっていたのだろう。
（特異現象の発見）
先ずは新製品の時期と比べてみよう」

新規発明者分析 発明者と技術分類の分析
（特定分野のキーパーソンの探索）

「○○社の△△技術のキーパーソンは、
ダントツに◎◎さんだ！」

各発明者の時系列分析

発明者を切り口にした
競合会社の特徴（戦略、体制？）を
分析できる

IPランドスケープのマクロ分析例
～発明者分析～

解析のサンプル
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IPランドスケープのマクロ分析例
～ サイテーションマップ～

●サイテーションマップ 自社の技術の影響度を測る
• 対象特許を参照している特許が多いほど影響力が高い
• 参照している特許の出願人は潜在的な競合の可能性もある

対象特許
参照している特許

被引用数大＝影響力大

44Copyright ＠ Shobayashi International Patent & Trademark Office. All rights reserved. 



●マトリクスマップのホワイトスペースからチャンスを発見する

IPランドスケープのマクロ分析例
～マトリクスマップ～

Fターム（技術の利用分野）

IP
C（

音
声
の
要
素
技
術
）

音声合成と介護・健康維持を組み
合わせた特許が少ない。新しいソ
リューションの可能性があり

特許の件数
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弱み強み

「自分が強く、競合
会社１が弱い分野
もあるので、これを
何とか活用した
い！」

対象会社 検討他社

技
術
分
野

「技術力ありと評判の会社」の技術が
本モノか評価できる

自社技術の位置付けを評価でき、ラ
イセンス先、技術提携先の

一次候補の洗い出しができる

IPランドスケープのマクロ分析例
～コンパラマップ～

対象会社と競合会社との
特許力の強みと弱みの比較

解析のサンプル
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出願人名の前に追加されている、(前)は2006-
2010年出願、(後)は2011年以降出願であり、
前後の期間で、PHILIPSが最も移動が大きい
→ ミクロ的な分析

IPランドスケープのミクロ分析
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IPランドスケープの事例
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【水処理膜分野の例】

日東電工のアライアンス先として
三菱レイヨンを選定した事例
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図５ IPC×出願人の件数マトリクス

IPC×出願人の件数マトリクス

出願人

東
レ(株

)　

日
東

電
工

(株
)　

三
菱

レイヨン(株
)　

IP
C

F  1/44        
･透析,浸透または逆浸透によるもの　

B01D 63/02        
･中空繊維モジュール　

B01D 69/08        
･中空繊維膜　

C02F  3/12
･･活性汚泥処理　

B01D 61/02
･逆浸透;超ろ過　

B01D 61/14  
･限外ろ過;精密ろ過　

564 150 405

277 17 306

131 15 126

100 9 73

227 119 15

93 19 22

（自社:日東電工）日東電工の強み・・・逆浸透膜
（提携候補）三菱レイヨン・・・中空繊維モジュール、活性汚泥処理
（競合）東レ・・・全ての分野に強い
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水処理膜分野において、東レは、RO膜 ～MF膜全ての細孔サイズの膜技術を保有
しているため、これら複数の膜を組み合わせた統合システムを提供することが可能

東レの水処理膜分野の状況

UF膜 MF膜

RO膜
汚泥処理

UF膜 限界ろ過膜
MF膜 精密ろ過膜
RO膜 逆浸透ろ過膜 自社の特許
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出願年と１年間当たりの被引用出願件数のマトリクス

被引用出願件数/年別　件数推移時系列マップ

三菱レイヨン(株) その他

出願年

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013

被
引

用
出

願
件

数
/
年

1.5以上　

1.4　

1.3　

1.2　

1.1　

1.0　

0.9　

0.8　

0.7　

0.6　

0.5　

0.4　

0.3　

0.2　

0.1　

0　

1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

1 1 1

1 1 2 3 1

2 3 1

1 2 1 3 1 1 1

1 1 1 2 3 1 1 2 1

1 2 2 1 2 1 2 2 1 1

1 1 5 2 4 3 2 1 2 2 4 2 1 1

2 1 1 3 2 3 1 4 5 3 1 3 2

1 3 4 1 4 3 2 3 2 4 5 4 1 7

4 5 5 4 1 4 7 2 3 6 6 4 4 1 3

6 8 4 2 1 12 8 6 6 6 2 5 10

18 7 10 9 6 4 5 7 5 9 9 6 2

5 9 1 6 2 3 10 4 9 7 7 11 10 9 13 11 5 2 3

事業実施するうえで、重要特許を確保しておくことは大切。
三菱レイヨンは、現在のところ重要特許を複数保有しており、当分の間はこれらの重要特許
が権利切れになることはなさそう。
→日東電工にとって、しっかりと重要知財を保有する相手(三菱レイヨン)と組むことができる
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MBR用膜の世界市場
（富士経済 2016年版水資源関連市場の現状と将来展望）

MBR膜市場は、今後も拡大基調!!

MBR膜市場の推移
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日東電工と三菱レイヨン
の提携についてニュースリ
リース有り、
前述までの予測通りの
結果。

日東電工の逆浸透膜
+

三菱レイヨンのMBRと中
空繊維モジュール

↓
アライアンスの結果、相
乗効果を生み、複数の
種類の膜から最適な組
み合わせによる統合シス
テムを提案できる

戦略的パートナーシップの合意
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アライアンス先探索事例のまとめ

【アライアンス先探索事例のまとめ】

非知財情報分析
（市場情報）

知財情報分析
（マクロ分析）

知財情報分析
（被引用情報）
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IPを活用することで、事業環境を変える

アドバンテージ・マトリクス

※ボストンコンサルティンググループが考案したアドバンテージマトリクス

規模

収
益
性

規模

収
益
性

規模

収
益
性

規模

収
益
性

特化型分散型

手詰まり型 規模型

競
争
要
因
の
数

優位性構築の可能性
小 大

多

少

規模を大きくす
ることが難しい

特定の強みで
優位になる

規模が大きいと
優位になるどこも儲からない

×

IPの役割

×

IPの役割

IPの役割

規模型
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【技術提携・買収候補探索の例】

ハイアールグループの冷蔵庫分野における
技術提携・買収の候補を
特許情報から探索した事例

57Copyright ＠ Shobayashi International Patent & Trademark Office. All rights reserved. 



冷蔵庫

洗濯機

ハイアールの日本出願の分野は、ほとんど洗濯機か冷蔵庫に属している

技術提携の候補となる領域を探索
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引用の平均値
洗濯機 3.5

冷蔵庫 5.0

技術提携の候補となる領域を探索

引用が多い特許ポートフォリオは技術提携が必要と判断

Backward Citation（後方引用）
出願人自ら、または審査過程により審査官が引用した特許

59Copyright ＠ Shobayashi International Patent & Trademark Office. All rights reserved. 



ハイアールグループの引用の時系列変化

ハイアールグループの特許に出
願人・審査官により引用され
た特許の出願人の中には、技
術提携の候補が存在する可
能性がある。

事業領域における価値ある知的財産の探索
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ハイアールの日本特許に関連している特許を母集団として出願人をランキング

ハイアールグループの技術
提携の候補をランキング情
報から可視化

それぞれの候補が当該技
術領域で出願している特
許を再度抽出し、分析を
行い技術提携の可能性に
ついて検討する

技術提携の候補を絞り込み
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ハイアールグループがホシザキ(旧ホシザキ電機）と提携もしくは買収をするメリットは、除霜水の除去や収集（露受皿）の技術にある。 逆にホシザキのメリットは
製氷皿などの製氷技術である。 両社の技術を合わせることで、より冷蔵庫の領域で技術的に質の高い製品を創れる可能性が生まれる。

例としてホシザキとハイアールグループの冷蔵庫領域における特許を比較

ホシザキ ハイアールグループ

技術提携の候補を比較分析
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2014年4月 Heifei Meiling ＶＳ Haier

2016年3月 Hangzhou Naide Refrigeration Electrical Apparatus Factory ＶＳ Haier

2016年8月 Hangzhou Naide Refrigeration Electrical Apparatus Factory ＶＳ Haier

Haierの冷蔵庫に関し、特許侵害訴訟が頻発

Haierの訴訟関連情報を収集
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引用情報から技術的に関連が深い複数の候補企業を抽出する

候補企業と特許ポートフォリオを比較し、技術提携のメリット・デメリット
をそれぞれ分析する

技術的なメリットやデメリットを特許の詳細、またその他技術情報から分
析し、特許情報から導かれる候補企業を絞り込む

技術提携・買収の候補を探索する方法として、対象領域の特許を
調べる。技術的なメリット・デメリットを比較し、候補を抽出できる。

技術提携の探索
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×△

〇◎
勝てる戦略 勝てない戦略

勝
て
る
市
場

誰でも勝てる 戦略がなくても
勝てる場合が多い

勝
て
な
い
市
場

天才でないと勝てない 必ず負ける

S:セグメンテーション

IPランドスケープによるセグメンテーションから、ターゲット領域（勝てる
市場）がわかり、勝てる戦略を考えることができる。

フレームワーク②：ポジショニングマトリクス

T:ターゲティング P:ポジショニング
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【事業探索の例】

対象企業の現行製品である
電磁波シールドフィルムに関し、
現在のディスプレイ用途以外の
応用展開先を探索した事例
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電磁波シールドに関わる母集団の設定

 使用データベース
SRPERTNER（日立システムズ）

 母集団の設定（検索実施日：2019/3/20）
要約+請求+発明名：電磁 near3 (シールド+遮蔽) ［17,128件］
要約+請求+発明名：フィルム+シート ［1,215,615件］
出願日：20120101:20171231 ［2,405,780件］---過去6年

⇒614件／代表のみ（764件／すべて）

フィルム、シート

電磁波シールド
対象母集団

614件

新用途探索のために「電磁」と
「シールド」を持つ特許を広く探索

67Copyright ＠ Shobayashi International Patent & Trademark Office. All rights reserved. 



電磁波シールド領域の成長率に注目

特許分類からの調査
 国際特許分類（IPC）ランキング
 IPC別成長率比較（特許件数の増加率）

特許出願数が伸びている
IPCに着目し、内容調査

新規用途の抽出
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H*：電気　

B*：処理操作;運輸　

C*：化学;冶金　

G*：物理学　

A*：生活必需品　

D*：繊維;紙　

E*：固定構造物　

学;照明;加熱;武器;爆破　

件

00 50 100 150 200 250 300 350 400 450

435

253

121

77

15

11

7

5

電磁波シールド領域に含まれる特許分類からの調査

国際特許分類（IPC）で母集団を分類すると、電気分野の技術が多いように見えるが・・

シールド技術が対象であるので、
電子機器などのシールドに関する
発明件数が多い … Hセクション
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基準期間 : 2012年 ～ 2014年作成期間 : 2015年 ～ 2017年成長率(%)＝{(作成期間-基準期間)/基準期間}×100

工学;照明;加熱;武器;爆破　

C*：化学;冶金　

B*：処理操作;運輸　

H*：電気　

A*：生活必需品　

E*：固定構造物　

G*：物理学　

D*：繊維;紙　

成長率(%)

0-20-40-60-80-100 0 20 40 60 80 100

50.0% (2→3)

28.3% (53→68)

14.4% (118→135)

-8.4% (227→208)

-12.5% (8→7)

-25.0% (4→3)

-57.4% (54→23)

-90.0% (10→1)

電磁波シールド領域で成長率の高い分野を特定

成長率は高いが件数は少ない

件数が多く
成長率も高い

注目分野！

特許件数の増加率である成長率で見ると、電気とは異なる分野が高い。
新領域の可能性ありか？

電気分野は件数
は多いが成長率
は頭打ち

成長率低い 成長率高い
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成長率の高い分野に注目してみると・・・・

基準期間 : 2012年 ～ 2014年作成期間 : 2015年 ～ 2017年成長率(%)＝{(作成期間-基準期間)/基準期間}×100

の電解製造,回収または精製方法;その　

粉の加工;金属質粉からの物品の製造　

,うわ薬またはガラス質ほうろうの化　

C22C*：合金(合金の処理C21D,C22F)　

両の窓,風防ガラス,非固定式の屋根,扉　

;接着方法一般の非機械的観点;他に　

ーブル;導体;絶縁体;導電性,絶縁性ま　

路;電気装置の箱体または構造的細部　

すなわち平らなまたは平らでない形　

ーティング組成物,例.ペンキ,ワニスま　

質への被覆;金属材料による材料への被　

装置,他に属さない電気的固体装置(　

成長率(%)

0-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

1100.0% (1→12)

666.7% (3→23)

500.0% (1→6)

400.0% (1→5)

200.0% (1→3)

76.9% (13→23)

64.3% (28→46)

21.1% (95→115)

12.4% (89→100)

0.0% (4→4)

-20.0% (10→8)

-30.0% (10→7)

（既に対象企業が着手）
電気電子分野の発明件数は
多いが成長率横這い

成長率に注目し、特許分類をより深堀して、新しい領域のヒントを捜す

ランキング上位に着目
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   ～ 2014年作成期間 : 2015年 ～ 2017年成長率(%)＝{(作成期間-基準

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成
長
率
（
％
）

高

出願数はこれからだが、成長率が高い領域

C25C：金属の電解製造

B22F：金属質粉の加工

C03C：ガラス,うわ薬

C22C：合金

B60J：車両の窓,風防ガラス

C09J：接着剤;接着方法一般

H01B：ケーブル;導体;…

H05K：印刷回路;電気装置の箱体

B32B：積層体,すなわち平らな形

10010
10

100

100０

電磁波シールドに用いる銅粉
（新たな付加価値を有する銅粉）
--- PC/携帯の筐体、配線板用途

自動車のフロントガラスなどに
使用される張り合わせガラス
 電磁遮蔽機能あり
 電波は遮蔽しない

出願件数中くらい、成長率大

出願件数少、成長率大

主に電磁波シールドに関わる
従来型の配線板及びケーブル
--- 既に出願多く、技術的に飽和

出願件数多、成長率中

出願件数（着目度）
低 高

縦軸に特許件数（着目度）、横軸に増加率（成長率）をプロットして比較をする
着目度は低くても、成長率が高い領域は有用な候補
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PPMマトリクス

市
場
の
魅
力
度
（
市
場
成
長
率
）

自社の強さ（相対的市場シェア）

花形
Star

低

低

高

金のなる木負け犬

問題児

Cash CowDog

Question Mark

特許マップをPPMと比較すると

特許情報から見えることは、経営視点での技術ポートフォリオマネジメント

高
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C25C：金属の電解製造

B22F：金属質粉の加工

C03C：ガラス,うわ薬C22C：合金

B60J：車両の窓,風防ガラス

C09J：接着剤;接着方法一般

H01B：ケーブル;導体;絶縁体

H05K：印刷回路;電気装置の箱体

B32B：積層体,すなわち平らな形

PPMを使った整理

市
場
の
魅
力
度
（
市
場
成
長
率
）

自社の強さ（相対的市場シェア）

花形

低 高

低

高

金のなる木負け犬

問題児

特許のマトリクスとPPMを重ねると

問題児を見つけることで、花形へ成長させる。金のなる木から儲ける。

「問題児」をいかにして
「花形」にするか

「金のなる木」からどの
ように儲けるか
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導入期 成長期 成熟期 衰退期

多くの企業が目指す
新しい領域

視点を変えることで
新領域を独自に作る

問題児

金の生る木

成長率が高い分野は新領域の可能性は高い
しかし、成熟期にも、視点を変えることで、独自な領域を作る可能性がある

プロダクトライフサイクルチャンスはどこにあるのか？
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応用展開先は？

本事例では以下の分野を抽出した；

1. 多層板を含むリジッド配線板及びパソコンや携帯の筺体
 効率的な形状を有する銅粉がコア技術の出願が多い
 多層化、微細配線化の進むリジッド配線板の分野ではクロストークやセンシティブなデバイ

ス実装の観点から電磁波シールドフィルムの重要性は増す

2. 自動車関連などの合わせガラスの部材
 導電性フィルムを挟んだ合わせガラス：電磁波遮蔽タイプ
 熱線などは遮蔽するがラジオ・テレビなどの電波は透過させる

合わせガラス：電波透過タイプ
 波長選択性（遮断／透過）は新たな付加価値となり得る

抽出した視点をきっかけに、より深い検討につなげる

• 成長率がこれからの分野は他にもあるのか
• 成長率が低い領域にも、まだ残っている市場はないのか
• 今までのビジネスモデルを変えるヒントは存在するか
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出願番号 PCT/JP20**/XXXXX

公報番号 WO20**/XXXXX 

出願日 20**/**/**

ステータス 出願中

要約
【要約】
Ｎｉを被覆した銅粉同士が接触する際における接点を多
くして優れた導電性を確保しつつ、銅粉同士の凝集を防
止して、導電性ペーストや電磁波シールド等の用途とし
て好適に利用することができるＮｉコート銅粉を提供す
る。 本発明に係るＮｉコート銅粉は、表面にＮｉ又は
Ｎｉ合金が被覆された特定の形状の銅粒子が集合して、
樹枝状形状あるいはその銅粒子の凝集体の形態を有して
なるＮｉコート銅粉である。このようなＮｉコート銅粉
によれば、その銅粉同士の接点が多くなり、優れた導電
性を示す。

【背景技術】
【０００５】
電磁波シールドは、電子機器からの電磁気的なノイズの
発生を防止するために使用されるもので、特に近年では、
パソコンや携帯の筐体が樹脂製になったことから、筐体
に導電性を確保するために、蒸着法やスパッタ法で薄い
金属皮膜を形成する方法や、導電性の塗料を塗布する方
法、導電性のシートを必要な箇所に貼り付けて電磁波を
シールドする方法等が提案されている。その中でも、樹
脂中に金属フィラーを分散させて塗布する方法や樹脂中
に金属フィラーを分散させてシート状に加工してそれを
筐体に貼り付ける方法では、加工工程において特殊な設
備を必要とせず自由度に優れており多用されている。

【代表例-1】電磁波シールドに用いる銅粉

Cu粉に特徴のある導電性組成物

応用展開先として注目した特許
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文献
発明の名称 自動車用遮熱合わせガラス
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要約
【要約】
【課題】熱線の遮蔽性能、可視光線の透過性能、ヘイズ、
電磁波の透過性能、選択的な分光透過性能に優れ、生産性
にも優れた自動車用遮熱合わせガラスを提供する。
【解決手段】２枚のガラス板によって遮熱フィルムが挟
まれた構成を有する自動車用遮熱合わせガラスである。遮
熱フィルムは、基材フィルムの表面に金属層と金属酸化物
層とからなる金属積層部を有するものであり、金属層が銀、
または銀と他の金属からなる化合物を含有する層であり、
金属酸化物層が亜鉛ドープ酸化インジウムまたは錫ドープ
酸化インジウムを含有する層である。金属層と金属酸化物
層は交互に形成されており、金属層と金属酸化物層の層数
の合計が５以上である。金属積層部は、格子状のクラック
によって複数の島状部に分断されており、島状部の一辺の
長さの平均値が８０～５００μｍである。可視光線透過率
７０％以上、波長８５０ｎｍの分光透過率３５％以上、ヘ
イズ２％以下、電磁波遮蔽率１０ｄＢ以下である。

【背景技術】
【０００２】 従来から、自動車等の交通機関の省エネル
ギー対策の一つとして、熱線遮蔽性能を有した透明材料
の開発が進められている。例えば、車窓から降り注ぐ太
陽光線のうちの可視光線は透過するが、熱線は遮蔽し、
かつ車内の熱を外部へ逃がさないための断熱機能を有し
た窓板用透明材料が開発されている。
【０００４】ところが、このような均一な金属層は、一
般に電磁波を反射するため、車内において携帯電話や携
帯テレビ等を使用することが困難になるといった問題が
生じることがある。そこで、熱線は遮蔽するが、電磁波
は透過させるといった機能を有したガラス板やフィルム
の開発が進められてきている。

【代表例-2】自動車用遮熱合わせガラス

１ 基材フィルム
２ 金属積層部
３ 保護層
４ 遮熱フィルム
５ 接着層
６、７ ガラス板
１０ 遮熱合わせガラス

電波は透過する合わせガラス

応用展開先として注目した特許
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電磁波シールドフィルムはスマートフォンなどのディスプレイ用途が大半を占め
ており、今後車載・その他への展開が期待されている

非特許情報：電磁波シールドフィルム

スマートフォン

タブレット

車載
その他

需要の大半はスマートフォン向けで
ある。ディスプレイ、タッチパネル、
カメラモジュール、指紋認証などFPC
の使用箇所に応じて使用される。

スマートフォン以外の用途では、カー
ナビなど車載向けが拡大傾向にあり、
今後車載電装機器のFPC化の進展によ
る需要拡大が期待されている。

2017年見込 出典：2018年 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望
株式会社富士キメラ総研（2018年1月17日発行）

(販売量:千㎡)

8,700(79.8%)

1,050(9.6%)

600(5.5%)

550(5.0%)

FPC用電磁シールドフィルム：用途別ウェイト
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IPランドスケープを経営のコンパスに

IPランドスケープの活用
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